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X 線、中性子反射率法は薄膜状の試料の深さ方向の

構造をナノオーダーの精度で評価できる強力な手法であ

る。特に中性子反射率法を用いると、X 線を用いた場合と

比較して軽元素にも十分な感度を持つことから、ポリマー

などの評価に広く用いられている。一方で中性子反射率

を測定するためのビームタイムは限られているので、可能

であれば試料を事前に評価して優先順位をつけておい

た方がよい。本案件においては、作製条件の異なるポリス

チレン(以下 PS)薄膜について X 線回折および分光エリ

プソメータで膜の構造の評価を試みた。 

１．概要（Summary） 

 

【利用した主な装置】 
２．実験（Experimental） 

薄膜 X 線回折装置、分光エリプソメータ 
【実験方法】 

PS 薄膜は PS を溶媒のトルエンに溶かし、スピンキャス

ト法により作製した。基板にはφ3 インチ Si ウェハーを用

いた。表面処理は行っていない。作製した 2枚の薄膜のう

ち 1 枚は特に後処理をせず（as-depo.）、もう 1 枚は

100℃で 12 時間のアニール処置を行った(annealed)。
作製した試料を薄膜 X 線回折装置および分光エリプソメ

ータで測定し、主に膜厚の評価を行った。 
 

製作した PS 薄膜の X 線反射率を Fig. 1 に示す。

annealed では明確に現れたフリンジ構造が as-depo.で
はそれほどではなく、annealed の方が平滑な膜ができて

いることが分かった。このフリンジ構造から膜厚は as-depo.
で124.0 [nm]、annealedでは132.9[nm]と評価できた。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

2つの試料の分光エリプソメータでの測定結果をFig. 2
に示す。密度ムラを考慮して 2 層膜モデルを仮定して解

析すると、as-depo.の試料では 133.0 [nm]、annealed

のものでは 133.3[nm]と評価できた。annealed の試料

では X 線回折と分光エリプソメトリーから得られた結果が

よく一致した。これらのことから annealed の方がより平滑

な膜ができていることを示していると考えられる。 

 
Figure 1. X-ray reflectivity curves of PS thin films. 
 

 
Figure 2. Is and Ic curves of PS thin films measured 
by spectroscopic ellipsometor. 
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